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１．概要（Summary） 
マイクロ流体デバイスにおける免疫染色を検出するため

のマイクロホールアレイデバイスの開発を目的として、マス

クレス露光装置によりフォトマスクを作製した。良好に作製

されていることを確認し、デバイス作製のための最適なデ

ザインなどを確立することができた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクレス露光装置（大日本科研社製, MX-1204） 

【実験方法】 
マスクレス露光装置を用いて、マイクロ流体デバイスにお

ける免疫染色を検出するためのマイクロホールアレイデバ

イス用のフォトマスクを作製した。4 インチシリコンウエハに

対応するため、5 インチマスクブランクスを用いて、ネガレ

ジスト用のフォトマスクを作製した。当該フォトマスクを用い

て、ネガレジスト SU-8 により 4 インチシリコンウエハ上に

マイクロホールアレイのパターンをフォトリソグラフィーによ

り形成した。シリコンウエハ上の SU-8 パターンを鋳型とし

て、PDMS（ポリジメチルシロキサン）によりモールディング

を行い、免役染色のためのマイクロホールアレイデバイス

を完成させた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

様々なデザイン設計におけるフォトマスクについて、マ

スクレス露光装置と 5 インチマスクブランクスを用いて作

製した。作製したフォトマスクは、良好に作製されているこ

とを確認した。当該フォトマスクを用いて、ネガレジスト

SU-8 により 4 インチシリコンウエハ上にマイクロホールア

レイのパターンをフォトリソグラフィーにより形成した。シリ

コンウエハ上の SU-8 パターンを鋳型として、PDMS（ポ
リジメチルシロキサン）によりモールディングを行い、光学

顕微鏡等により計上を評価したところ、設計通りに良好に

デバイスが作製できていることが確認された。また複数の

フォトマスクの作製を通して最適なデバイスデザインの検

討を行うことができた。 
来年度は、今年度得られた各種条件やデバイス条件

を基に、さらに発展させたデザインにおける、PDMS製マ

イクロホールアレイデバイス作製に資するフォトマスク等

の作製を行う予定である。 
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